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Der Erfindung, .<aie eijae vakuumbeschichtuiigsaiilage zur Be- 
schichtung langserstreckter Substrate mit einer Oder meHre- 
ren Besc&iclitijngssektionen und einer oder mehreren Pxurpselc-' 
tionen, mit mindestens einem Magnetron in einer Anordnung 
als sputter-down-variante oberhalb des Substrates mit einer 
der Oberseite de6 Substrata zaigewandten Targetf lache 
und/oder mit einer Anordnung als sputter-up-Variante unter-. 
halb des substrates mit einer der Unterseite des Substrats 
zugewandten Targetf lacbe und einer Transporteinrichtung be- 
trifft, liegt die Aufgabe zugrunde, eine in-line- 
Bescbichtijngaanlage ftlr die Zweiseitenbesclaicbtung von 
langserstreckten Substraten zu gestalten, bei der der Icon- . 
struktive Aufwand und der platzbedarf verringert werden. Die 
Aufgabe wird dadurcb gel6st, daes die Transporteinricbtung 
(9) in einer Anfcriebsebene (10) und in einer Transportebene 
(11) unterteilt angeordnet ist, wobei die Antri^sebene (10) 
so angeordnet ist, dass in der Sputter-up-Variante die Un- 
terseite eines das Magnetron (4) beinbaltenden Magnetronkdr- 
•pers oberhalb der Antriebsebene (10) liegt ( Pig. l) • 
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Die Erfindung betrifft eine VakuuitibeschictLtungeanlage zur Be- 
schiclituiig itogsersfcreckter Substrate mit einer oder mehreren 
Beschichtungssektionen und einer oder mehreren Pun^sektionen, 
mit mindestens einem Magnetron in einer Anordnung als Sputter- 
down-Variante obethalb des Svibstreites mit einer der oberseite 
des Substrats zugewandten Targetf lache und/oder init- einer An- 
ofdnung als Sputter-up-Variante unterhalb des Substrates mit 
einer der trnterseite des Substrats zugewandten Targetfiache und 
einer Transporteinriclitung. 

■ * 

■ 

Dieses ZweiseitenbeschicHtungsprinzip findet zum Beispiel in 
In-line-Melnrkainmer-Glasbescaaichtungsanlag Indus trielle Anwen- 
dxmg. Ebene und IMngserstreckte Glasf lichen, . die zu beschichten 
sind, werden horizontal itiittels des Transportsys terns durcih die 
aneinander gereibten Beschichtungs- und Fuarpsektionen bindurch 
transportiert und wablweise von Qben und/oder von unten be- 
scbichtet. Dazu befinden sicli die Magnetrons j eweils in der- 
oben bescbriebenen Anordnvmg zum Substrat in ein und derselben 
Bescbicbtungssektion oder aucb in verscbiedenen Beschicbtungs- 
sektionen. Das Transportsys tern mit den AntriebseXementen und 
den ■ Transportelementen ffir das zu transportierende Substrat 
liegt dabei in einer Ebene etwa mittig zwischen den Magnetrons 
des Sputter-down- und Sputter-up-Betriebs und , trennt so kon- 
struktiv diese beiden Beschichtungsbereiche in eine Oberseite 
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und eine Uaterseite. An der Oberseite wie an der Unterseite der. 
sektionen sind demzufolg© gesonderte Bef estigungskonstruktion 
imd Offmingen in der Va3cmiinbescdiichtungs3carnmer fOr die Montage 
und Demontage der Magnetrons und Puinpen des Sputter-dov?n und 
5 des Sputter-up-Betriebes vorgeeehen. 

Der prinzipielle Aufbau dieser Art von Besch.icht\mgsanlagen ist 
auch aus der Druckschrif t BP 1 179 516 Al bekannt,. in der eine 

■ • 

Anordnung und Wetbode fur die beidseitigen Beschichtimg von 
Glasssufastrateii \inter gleich bleibender Lage des Substrates 
10 wcLhrend des Durchlauf es durch die Beschichtungsanlage bescHrie- 
ben ist. 

■ . • 

WesentlicHer Nachteil der Bescbichtixtigsanlagen der bescliriebe- 
nen Art ist. dass. die konstruktiv getrennte' Anordnung der 

• • 

Magnetrons und der Pijirtpen an der Ober- wie, auch. der Unterseite 

i' 

15 der Beschichtungssektion einen entspreclienden wartungs- und 
Montagef reiraum lanter der Beschichtungsanlage oder auch neben 
der Beschichtungsanlage benOtigt, was mit einen- erheblichen 
apparativen Aufwand verbunden ist. So ist bei einer itontage der 
Maghetroxis und Punqpen von* unten eine gestelzte unterkonstrukti- 

20 on liber die gesamte L^nge der Beschiditungsahlage erf orderLlcb. 
Filr die seitlicbe Montage der Magnetrons iind Puinpen sind spe- 
zielle Auszug^swagen mit hohem Aufwand in die Beschicbtungaanla- 
gen integriert, . 

Des Weiteren cJOrfen im Bereich der Sputterquel'len im Sputter- 
25 up-Betriefa keine Transportelemente und Antrlebskonrponenten an-* 
geordnet sein, um den Beschlchtungsprozess nicht zix bebindem, 
so dass die entstebenden grGfeeren Sttitzweiten der Transportele- 
mente \ind Antriebskonqponenten in diesem Berpidx eine insgesamt 
linger e und breitere Bescliiclitimgssektion als bei einsei tiger 
30 Bescbicbtung von Substratea erfordem. 



Es ist daber Aufgabe der Erfindung eine In-line- 
Bescbicbtungsanlage fur die Zwei^eitenbescbichtinig von langser- 

« 

streckten Substraten zu gestalten, bei der der konstruktive 
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Aufwand unci dex: Platzbedarf verringert werden. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemas dadiirch gelost, dass die" 
.TransporteiTLr-iclitxnig in einer Antriebsebene und in einer Trana.- 
portebene unterteilt angeorcSnet ist, wobei die Antriebsebene so 
5 angeordnet ist, dass in der Spntter-up-Variante die Unterseite 
eines das Magnetron bainhaltenden Magnetrankfirpers oberiialb der 
Ant r i ebs ebene 1 1 eg t • 

Hit dieser Anordnung der Traneportreinrichtxxng liegen die An- 
triebsHoitiponenten nicht itielir zwiscbeii den Magtietrons fiir den 
10^ Sputter-up-Betrieb' imd deta Substrat. Die Energieubertragxing von 
der Antriebsebene .in die Transportebene zu den Transportelemen- 
ten, wie z.B. Transportrollen, erfolgt senkrecht ziir Antriebs- 
©bene und ist an beliebigen Stellen der Besdiiclitungs- und 

* 

Pumpsektionen mOglich- 

15 Zum einen eritiSglicht diisse Anordnungsweise Magnetrons sowohl 
fur. den Sputter-Up- als auch far den Sputter-Down-Betrieb 
' grundsatzlich von oben einzubr ingen , was zu einer Erleichterung 
des - Handlings bei der . JiContage und Wartung ' f ulirt und ein 
StanderxL der Anlage vermeidet* Andererseits bleiben die An- 
20 triebskomponenten ungest^rt urid auSerbalb dee Sputterraxmies, - 
was zu einer h51ieren Betriebssicberheit ftUirt* Scblie&licli 
steht nunmehr auch. in der Antriebsebene geniigend Raum zur Ver- 
fiigung, die Antriebskoniponenten imterzubringeri/ so dass di^ 
. auiSeren, kohstaruktiv bedingten AbmaiSo der Transporteinricbtxmg 
25 reduziert werden kdnnen und zu Verringerung der Vakuumkaromer- 
• breiten und -iSngen f uhren . 

i 

Die AnordAungsweise der Transporteinrichtung hat dariiber hinaus 
den grofien Vorteil, dass die Lage der angetriebenen' Transport 
trollen und deren horizontalen verbindungselemente zur Ener- 
30 gieObertragung flexibler gestaltet werden k5nnen- Das er- 
. moglicht grOfiere Statzweiten und Freiraume zwischen den anget- 
riebenen Tran^por troll en. infolgedessen kann die Binbringung 
der Magnetrons und Pxiiopen fiir den Sputter-upr^rozess von oben 
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nach unten erf olgen, da der untere Beschiclatungsraum durch 
Transportebene liindurch zugangig geworden ist. Damit ist der 
Montageweg der gleiche wie f iir die Magnetrons und Pumpea des 
Sputter-down- Prozesaas, weitere MohtagezugSnge warden nicht 
5 moi-.T' banOtigt . Dies f Ohrt zu erheblicben Einsparungen im Icon- 
struktiven Aufwand und Platsibedarf der BeschiclitTjngsanlagen. 

* « 

» 

In einer vorteilhaf ten Axisgestaltung der erf indungsgemaSen Va- 
kuumbeschiclitungsaiilage sind Transportelemente der Transport- 
ebone wahlweiae antriebsfrei schaltbar und demontierbar . 

10 Von der Antriebsebene aus wird die Antriebsenergie £ur das 
eben'e Sxabs.trat in kurzen Strangen an die Transportrollen in der 
Transportebene libertragen, Der Transportpf ad besteht c1ah> e i aus 
einer vielzabl kurzer StrSinge von nicbt melir als drei ndteinan- 
der yerbundener Transportrollen. Die Transpor troll en, die das 

15 Strangende bilden, sind dabei leicbt aus dem Transportpf ad ent^ 
fembar, ohne den Energieiibertragungspfad der Antriebsenergie 
auf das ebene Substrat zu st6ren, Diese Ausftihrungsweise ver- 
einfatolit den Mont ageauf wand fur die Magnetrons und Pumpen um 
ein Wei teres und erbolit die Flexibilitat in der Gestaltung der- 

20 Stvitzweiten und Freiraume zwischen den Transportelementen . 

■ • 

in einer zweckmasigen Fortbildimg der erf indungsgemfiiSen Vakuum- 
beschichtungsanlage ist das Matgnetron in einer Anordnung als 
. Sputter-up-Variante itiit Bef estigungselementen verbvmden, die 
sich von der. Oberseite der • VakuunibescliiciitTangsanlage seitlich 
25 neben dem Substrat bis zu dem Magnet ronkorper erstrecken. 

In dieser Weise kann das Magnetron ftlr die $putter-up-Variante 
• von. oben in den unteren Bescliiclittmgsra\jja eingebMngt werden. 
Mdntageaufwand far die gesonderte Befestigung im unteren Be- 
schichtungsraiom und entsprecbender Montage - imd Wartungsplatz 
30 entfailt. 



Bine weitere Ausgestaltung sieht vor, ' dass Antriebselemente der 
Antriebsebene so verkleidet sind, dass die Verkleidung als 
Strdmungswiderstand wirkt. - 
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Da die a?ran3porteinricht\mg nunmehr in zwei Ebeaen/ nSxolich der 
Antriebsebene und der Transportebene, die Beschichtungs- und 
Pumpsektionen durchdringt, ist es gtostig, die Durchdringung 
der Trajisporteinricbtung in' der Antriebsebene als Stromungswid- 
5. erstand zu gestalten, damit kein .zusatzlicher Druck^usgleich 
zwiscben den Sektionen erfolgt. Bine Verkleidung der Antriebs- 
elemente wirkt dabei wie eine StrOmungssicheriTOg. 

In einer gOnstigen Ausgestaltung der erf indungsgemaSeu Vakuim- 
.beschichtungsanlage. sind in der Bescbicbtungssektion und in der 
10 Punipsektion mit einander korrespondierende Saugotfnungen ober- 
balb und unterbalb der Transportebene angeordnet. 

Damit kann wahlweise eine Absaugimg in die Pxainpsektibn vom obe- 
reii Beschichtungsraum einer benachbarten Beschicbtungssektion 
*im Sputter-down-Betrieb und/oder vom unteren Bescbichtungsrauin 

• * 

15 . einer benachbarten Beschichtungssektion im Sputter-up-Betrieb, 

sowie von der recbten und/oder linken benacbbarten Beacbicb- 

■ 

tungssektion erfolgen. Mit der Regulierbarkeit der Saug6ff nun- 
gen dUrcb entsprechend angeordnete sVrSmungsblenden ergeben 

a 

sich flexible Anpassungsmdglicbkeiten der Puirpsektion bei einer 
20 'beliebigen Aneinanderreibung von Bescblcbtungssektionen in den 
Betriebsweis'en Sputter-down und Sputter-up. 

■ « 

Brganzend zur Anordnung der SaugOf fnungen ist es giinstig, dass 
in der Pvunpsektion eine weitere Vakuuirgjuagpe unterbalb der 
Transportebene angeordnet ist. 

m 

25, Neben der auf dem Deckel der Puittpsektion angeordneten Vakuum- 

I * 

puinpe kann ebenf alls eine Vakuun?)unqpe im unteren Beschicihtxings- 
bereich unterhalb der Transportebene seitlicb angeordnet wer-- 
. den, so dass eine alternative Vakuumabsaugimg oben oder unten 
gewah.lt werden kann oder ein parallel er Absaugbetrieb von zwei 
'30 .Vakuumpunipen durcb eine elnzige Punipsektion stattfinden kann^ 
ES k5nnen zum Beispiel durcb den Einsatz von zwei Vakuuopxjiapen 
in nur einer Puwpsektion. und init entsprechenden Streittungsblen- 

■ 

den auch benacbbarte Beschichtungs sektionen mit \mter- 



1 
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sdiiecllicheii VaJcuumbetriebsclrucken betrieben werden. Damit er- 
hoben sicb die Einsatzf lexibilitat und die Optimierrong - des 
Platzbedarf es der Punpsektioji fiir die zweiseitianbeschichtungs- 
anlage via ein we± teres . 

Des weiteren ist es vorteilhaft, dass die verbindung zur Eaer- 
gietJbertraguiig aus der Antriebsebene in die Tratisportebene aus- 
sciiliefilicli in der Beschiclitungssektion angeprdnet ist, 

« • • • 

Mit dieser Anordnung sind in der Pumpsektion kein© vertikal 
angeordneten Tranaportelemente Im Bereicdu unterttalb , der Trans- 
portebene vorhanden. Die in ibrer liangsersteckiing maSlicb sehr 
knapp bomes^ene Pumpsektion muss bei der Verwendung einer 2:u- 
satzlichen Vakuuitipiaittpe itiit seitlicher Absaugvmg im Bereich un- 
texlialb der Transportebene nicht veriangert werden. .Dagegen 
steht der Rairo filr die verbindung aus der Antriebsebene in die 
Transportebene In der BescbicJitungssektion zur Verf tigung olme 
eine roaSlicbe Erweiterung vomehmen zu .miissen* Die Energietlber-. 
tragvmg an die Transportelemente in der Transportebene der 
Pim^sektion erfolgt ^iber einen Strang *aue miteinander verbxjn- 
denen Transportrollen, wobei das Strangfende in die Pumpsektion 
reicbt, Dadurch kSnnen die bisber verwendeten Standartlangenma- 
fie for die Bescbic±itungs- und Pumpensektionen in Zweiseitenbe- 
scbicbtungsainlagen fortbestehen bleiben. 

* • 

Die Erfindung soil nacbfolgend anhand ein^s Ausftlbrungsbeispie- 
les haber erlautert werden, den 2aigeb5rigen Zelclmimgen 

zeigt 



Fig.- 1 



30 Fig. 2 



einen - LSLngsscbnitt durch • eine In-line- 
bescbicbtungsanlage mit Zweiseltenbeschichtungsprin- 
zip und einer in Transportebene und Antrieb^^ene 
unterteilt angeordneten Transporteinricbtung 

eine scb^aatiscbe Darstellung dieser In-line- 

* • • . ■ 

Bescbichtungsanlage . 



Im linken Teil der Vakuumbescbichtungsanlage 1 wird zwiscben 
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2wei Pwpsektionen 2 eine Beschiditungssektion im Sputter-dowa- 
Betrieb 3 dargestellt. dass heiSt, dass ein Magnetron 4 ftlr 
eine Beschichtung des Substrates 5 von oben . oberhalb der Sub- 
stratebene 6 angeordnet ±st, wobei die Targetfiaohe 7 der Ober- 
5 seite des Sxjbstrates 5 zugewandt ist. Im recbten Tail der Vaku- 
"umbesGhicbtungsanlage 1 ist zwiscben zwei Pumpsektionen 2 eine 
Bescbicbt\ingssektion im Sputter-up-Betrieb 8 angeordnet. Hi^r 
erfolgt die Beschichtung von \mten auf das Substrat 5 und zwar 
dadur.ch, dase ein Magnetron 4 unterhalb der Subatratebene 6 
iO angeordnet 1st/ wobei die Targetflache 7 der Unterseite des 
Substrata 5 zugewandt ist. 

Die Transportelnricbtung 9 befindet sich in zwei Ebenen, der 
Antriebsebene 10 und der Transportebene 11. in der Antriebsetoe- 
ne 10 sind die Antriebselemehte wie zum Belspiel der nicht dar- 
• gestellte Motor mit der Antriebewelle, das Zahnrieiuengetriebe 
12 und die Anfcriebsfollen 13 unjtergebracbt , . wogegen in der 
Transportebene. 11 nur das Zabnriemengetriebe 12 und angetrie- 
bene oder iinangetriebenen Transportrol^len 14 angeordnet sind.- 

Die Funktionsweise dieser Transporteinrichtung. wird insbesonde- 
20 re in der schematiscben Darstellung in Fig, 2 verdeutlicbt . Die 
tlber tragung . der Antriebsenergie aus der Antriebsebene 10 in die 
Transport^ene 11 erfolgt durch eine • senlcrecht ziir Antriebsebe- 
ne 10 gefUhrte verbindung des Zahnriemengetriebes 12. Diese 
Verbindung befindet sich jeweils zweifach in den Be^cbichtungs- 
25 ' sektionen 3, 8/ wodurch gewShrleistet wird/ dass jede zweite 

4 

f 

bis maximal jede dritte Transportrolle 14 durch eine Antriebs-^ 
rolle 13 der -Antriebsebene 10 angetrieben wird/ Dadurch sind 
die horizontalen Verbindungen^ des Zahnriemengetriebes 12 zur 
Energieiibertragung in der Transportebene 11 kurze strange tmd 
30 erstrecken sich maximal tlber 3 Transportrollen 14. Die Energies* 
iibertragung der Transport einrichtung 9 kann durch diese Ver- 
zweigijngen abschnittsweise parallel oder altemativ in der An-, 
triebsebene 10 und in der Transportebene 11 erfolgen. 



Der konstriiktive XJnterbau fiir die Lagerung der Antriebselemente 
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•'15 in der Antriebsebesne lO.ist'auf dem Boden der Beschichtungs- 
TOd Pumpaaktionen 2, 3, 8 befestigt, die Tranaportrollen 14 
' dagegen siud aiof einem iMterbau fxir die Traxisportelem^te 16 in^ 
der Transportebene 11 gel&gert, Der mterbau far die Traaasport- 
5 elemente 16 besteht aus fest an den Sei'tenwanden der Beschich- 
tungs- uxid Puropsektionen 2,3,8 bef estigteh Kammerelementen 17 ■ 
-und demontierbaren BriickenelCTienten 18. ?fir die Eiobringrung und- • 
Positionieriang des Magnetrons 4 in der Beschichtungssektion, d^ 
Sputter-up-'Variante I 8 wird eine horizontale Verbindung des 
10 zahnriemengetriebes 12 in der Transportebene 11 xind ein demon- 
tierbares Bruckenelement 18 mit eine ode!r zwei Transportrollen 
14 entfemt, ohne dass die EriergietJbertragung der Antriebsener- 
gie auf das Sxibstrat 5 beeintrachtigt wird.. Es entstebt eine- 
ausreichend grofie Stiitzweite der Transportrollen 14 fur die 
15 * Montage des Magnetrons 4 und der anderen prozessspezifischen 
Binbauten.in der sputter-up-Variant© von oben tlber die gleiche 
vor:handene Offnuhg wie fizr die Wartung und Montage des 
Magnetrons 4 in der Sputter-down-- Variant e.. Die Befestigpng der' 
' Binbauten fur die Sputter-up-Variante erf olgt . dabei durcb eine 
20 nicht dargestellte AbhSngekonstiruktion,- die aiilSerhalb der Sub- 
stratbreite am Siibstrat. 5 vorbei unterbalb der Transport ebene 
11 fulxrt* Ftxr eine multivalente Nutzung der Puirpsektionen 2 
wird die Vakuumpumpe 19 in der .klassischen Anordnung auf der, 
Pun^sektion 2 fur eine Absaugung nac±i oben oder altemativ un- 
25 terhalb der Transportebene 11 fiir eine seitlic±Le Absaugung an- 
geordnet . . • • 




I 



)atum 04.1 1 .03 16:13 FAXG3 Nr: 717397 von NVS:FAXG3.I0.01 02/0351 3181832 (Seite 1 1 von 46) 



L 1 1 I un I I V I f ivti^/ii J wiiiii 1 V I ui • •••-*« 



lit -IVVV 



UPPERT^ STACHOW^ SCHMIDT & PARTI^R 

PatentiiiMMlte • cnnipean talent Attorneys ' fanopeen Tf aileii i Brti A llomqft 

KrenkelstFsBe 3 • 0-01309 Dresden 
Telefon +49(0)3 513 18 18-0 
Telef^ 4^9 (O) 3 18 18 33 



Ad/kh 

4. NoveEEiber 2003 



von ikrdezme l^nlagentecbuk Omi^K 
0X324 



10 v^^lcauoibeHclilcslitimgsa&lag'e zuzn Bescliiclitexi von l&igserstrecls:"' 




20 



25 




30 



1 • vakuumbescli'icbtungsanlage 

2 Pumpsektion 

3 Beschiclituiigssektion der . Sputter-down- vauriante 

4 Magnetron 

5 Subs t rat ■ * 



7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 



Target flaclie 

Bescliiclitungssektion der Sputter-up-variante 

Tr anspor t e ixxr i cli tung 

Ad tr i ebs ebene 

Transportebene 

Zahnriemengetriebe 

Antriebsrolle ' ' - 

Transportrolle 

■ 

Unterbau fur' die Antfiebselemente . 

m 

Unterbau ftir die Transportelemente 
feste kammerelemente* 

• • • 

demontierbare Briickenelemente 
Vakuunpuznpe 



' — "* ' " ~ — " * 
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(0) 3 513 18 
(0)3 513 19 18 33 



. Ad/kh 
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' 5 



von Ardezme Anlagenteclmlk GmbH 
01324 Dresden 



10 



V^kawiibe60lii.c2itun9iianlage ziam Bescbicliten von l&asrseratreck-' 




20 



25 




30 



vakuvLCcibe^chichtiingsanlage , zur Bescliiclitiazig ISnors- 
erstreckter Substrate mit einer oder mehreren Besclilch- 
tungssektionen imd einer oder mehreren Pumps ektionen, mit 
mindestens einem Magnetron in einer Anordnung aJLs Sputter- 
dowriTVariante oberh^b des Substrates mit- einer der Ober- 
aeite des Substrats zugewandten Targetf ISLcbe • und/oder mit 
einer Anordntmg sQs Sputter-up-^variante unterbalb des Sxab- 
strates mit edLner der Unterseite des Substrats zugewandten 
Targetfiache und einer Transporteinrichtung, . dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Transporteinrichtung (9) in einer 



Antriebsebene (10) und in einer 



(11) unter- 



teilt angeordnet ist, wobei die Antriebsebene (10) so an- 
geordfiet ist, dass in der Sputtex-up-variante die Unter- 
seite' eines das Magnetron (4) beinbaltenden Magnetronk5r- 
pers oberhalb der Antriebsebene (10) liegt. 

2 . Vakuuiribeschicbtungsanlage nacb Anspanich 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Transportelemente der Transportebene (11) 
wahlweise antriebsfrei schaltbar und demontierbar sind. 

w 

3 . Vakutunbeschicbtvjiigsanlage nach. einem der Ansprttche 1 oder 
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2, dadurch gekeimzeicbnet . dass <aas Magnetron (4) in einer 
Anordnung als sputter-up^variante- mit Befestigungselemen- 
ten verbxniden ist, die sich von der Ol^erseite der Vakuum- 
besc±iiclitungsanlage (l) seitlich neben dem Sxabstrat (5) 
bis zu dem MagnetronkOirper erstrecken* 

4 . Vakuiombeschichtungsanlage nach einem der Ansprtiche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet , dass Antriebs elements der An- 
triebsebene (10) so verkleidet sina, dass die Verkleidving 
als StrOmimgswiderstand wirkt , ' 

5. Vakuxnabescbicbtungsanlago nach eineiti der Ansprache 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet ^ das.s in der Beschicht\mgssekti- 
on (3,8) und in der Puimpsektion (2) mit einander korres- 
pondierende Saugof f nungen oberhalb . und unterhalb der 
Transport ebene -(ID angeordnet sind. 

6 . Vakuumbeschichtungsanlage nach einem der Ansprtiche 1 bis 

5, dadurch gekenazeichnet / dass in der Puirrp.sektibn (2) ei- 
ne vakuuitvpurape (18) unterhalb der Transport ebene (11) 
angeordnet ist» - « ' . 

7. Vakuuinbeschichtungsanlage nach einem der Ansprttche 1 bis 
6; dadurch gekennzeichnet , dass die Verbindung zur Ener- 
gieubertragung aus der Antriebsebene (10) in die Trans - 
portebene (11) ausschliefiiich in der Beschichtung3sektion 

(3 / 8 ) angeordnet ist . 
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